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심사청  : 

(54) 안정한 Ｏ/Ｗ/Ｏ 에   적 /또는 피 학적 조 물  그  

약

본 , 람 하게는  상   폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사
슬  함 하는  또는 전 가  폴 실 산 엘라스  하나 상 함 하는 것  특징  
하는, 수  차 에    상  함 하는 /수/  삼  에 에 한 것 다.

삼  에  안정하게 고, 적  적 하  한 조 물, 특히 적 또는 피 학적 조
물 , 특히  , 특히  내 상에 존 하는    제  특히 적합하
다.

수득한 에  특히 피  /또는 점  /또는 라틴   정 /또는 처  /또는 보 하  
한 조 물  할 수 다.

 상 한 

     적

         하는 술  그 야  종래 술

본  안정한 /수/  삼  에  , 특히   제어 하  한, 특히 피  /또는 
점  /또는 라틴   정, 처 , 보  /또는 보습하  한,  상 하게는 건  피  
처 하  한, 특히 적 /또는 피 학적 야에  그  에 한 것 다.

특히 적  피 학적 야에 , 에  태   조 물  사  공 어 다.      에
 적  수  (O/W) 또는 수 (W/O) 에 다.     는 또한 수/ /수 (W/O/W) 또는 

/수/  (O/W/O)  다  에 에 한 것  수 다.     다  에  에 , 수  상에 존
하는 물  한 적 시  상 함  상 적  많  양  에 한 안함  점  겸비한, 수  

상  가  에 ,  W/O/W 에  사 하는 것  람 하다.

그러나, O/W/O 에  또한  연 상  해, 피 과 수  실  하고 피   공격
 보 하는  필  피  에 할 수 게 하는 점  다.     또한, 만졌   

미끈거  않는,  들어 저점  실   또는, 산과 단   알 과  정한 에스
 같  라 트  에  내에 함  상  에   과  할 수 다.     그러

므  사 가능한 O/W/O  다  에  가 는 것  하다.

그러나, 다  에  적  시간  남에 라 안정  문제점  빈 하게 나타내므 , 
하게 는 않는다.     가  빈 하게 하게 는 탈안정  니 , 수   한 

 단순 산에 해, 또는  내   합체시키고    경  시키는 
수  필  사전 열에 해,  간 수  해 내     경  동하
는 것 다.     적 , 다  실  알  런 상 , 안  볼 수 는 상  , 삼

 에  신 안정한 단순 O/W 에  생  함  끝난다.

라 , 상  단점들  시키  한 다양한  연 어 다.     특히, 그  한 가  해결책
  내 상 또는 상 내  하나 상  겔  합체(들)  하여, 간에 걸쳐  내
상  상  동하는 것  제한하  하는 것 다.     그러나  겔 할 수 는 

합체는 그다  흔하  않고, 적  양 하  않다.     , 들  미끈거 는 느낌  강 시키
고, 피 에 적 는 동안과 적  에 끈적거 다.     수득한 다  에  끈적거 고 피  투 
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시간  래 걸 는 결점  나타낸다.

         루고 하는 술적 과제

그러므 , 종래 술  에  단점  가  않고, 특히 피 에 사 하 에  좋  안정한 O/W/O 
다  에  여전히 다.

본 원  폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  
폴 실 산 엘라스  사 함 , 다  안정 제  첨가할 필 가 없는 안정한 O/W/O 다  에

 수득할 수 다는 것   않게 견하 다.

       

라  본  주제는 삼  에  폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하
는  또는 전 가  폴 실 산 엘라스  하나 상 함 하는 것  특징  하는, 수

 차 에    상  함 하는 /수/  삼  에 다.

본  또다  주제는 /수/  삼  에  안정 시키  한, 폴 시에틸  /또는 폴
시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  하나 상  폴 실 산 엘라스  

다.

본 에  삼  에  안정하 , 특히 조 물  피 , 점  /또는 에 적 하는 동안 
는,  내 상에 존 하는  , 특히     보 할 수 는 점  

다.

본 에  에 에 사  수 는,  또는 전 가  폴 실 산 엘라스 는 하나  
또는 다   상에  수 다.     들  람 하게는 에   상에 
다.     들  적  제 다.     들  특히 여 에 참고   원 EP-A-0,545,002 에 

 가  합체  택  수 다.     들 폴 실 산  하  합물 (I)  (II)  첨
가 합시  수득할 수 다:

(I)  학식 1  히드 폴 실 산, 또는 하  학식 2  시 는 히드 폴 실 산, 또는 
학식 1  학식 2  히드 폴 실 산  합물:

학식 1

R
1

aR
2

bHcSiO(4-a-b-c)/2

[식 , R
1

  1 내  18  탄 수  가 는  또는 비  알킬, 아  또는 아랄킬  또는 할 겐  
탄 수  함  나타내고; 

R
2

 는 하   나타내고:

학식 3

-CnH2nO(C2H4O)d(C3H6O)eR
3

(식 , R
3

 는 수 , 탄 수 1 내  10  포  족 탄 수  함  또는 -(CO)-R
5 

(여  R
5

 는 탄
수 1 내  5  포  족 탄 수  함 ) 고, d 는 2 내  200  정수 고, e 는 0 내  

200  정수 고, 단 d + e 는 3 내  200  숫 , n  2 내  6  숫 다);

a 는 등식 1.0 ≤a ≤2.5  만족하는 값 고;

b 는 등식 0.001 ≤b ≤1.0  만족하는 값 고;

c 는 등식 0.001 ≤c ≤1.0  만족하는 값 다]; 

학식 2

R
1

fHgSiO(4-f-g)/2

[식 , R
1

  학식 1 에  동 하고, 

f 는 등식 1.0 ≤f ≤3.0  만족하는 값 고, 

g 는 등식 0.001 ≤g ≤1.5  만족하는 값 다], 

(II) 하  학식 A  시 는 폴 시알킬 , 또는 하  학식 B  시 는 폴 실 산, 또
는 학식 A  폴 시알킬   학식 B  폴 실 산  합물:

[ 학식 A]

CmH2mO(C2H4O)h(C3H6O)iCmH2m-1
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[식 , h 는 2 내  200  정수 고, 

i 는 0 내  200  정수 고, 

단 h + i 는 3 내  200  숫 , 

m  2 내  6  숫 다],

[ 학식 B]

R
1

jR
4

kSiO(4-j-k)/2

[식 , R
1

  학식 1 에  동 하고, 

R
4

 는 말단에 포  족 결합  가  탄 수 2 내  10  단 가 탄 수  함 고, 

j 는 등식 1.0 ≤j ≤3.0  만족하는 값 고, 

k 는 등식 0.001 ≤k ≤1.5  만족하는 값 다]     (여 , 학식 1  하나 상  히드 폴
실 산 또는 학식 A  하나 상  폴 시알킬  첨가 합  필수  존 한다).

폴 실 산  실   /또는 폴 과 합 는 것  람 하고, 상  합물  접 제조
다.     실   25 ℃ 에  100 cSt 하  점  나타내는 것  람 하다.     본  

한 에 , 폴 실 산 엘라스 는 상  정   100 량   25 ℃ 에  점
가 100 cSt 하  실   /또는 폴  3 내  200 량  제조 다.      실   
휘  또는 비휘  실   또는 휘  실  과 비휘  실   합물  수 
다.

폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  폴 실
산 ,  들어 Shin-Etsu 사에  KSG 21   시 는 제  언 할 수 다.      제

 폴 실 산 28 %  점 가 6 cSt  실   62 %  함 한다.

본 에  삼  에 에 ,  또는 전 가  폴 실 산  삼  에   량에 해 
0.1 내  10 량%, 람 하게는 1 내  5 량%    양  사 하는 것  람 하
다.

O/W 차 에  하  택  하나 상  제  함 하는 것  람 하다:

(1) HLB 가 11 상 고, 택적   조계 제(co-surface-active agent), 컨   알
, 산 또는   에스  (  스 아 트)  합  비  계 제.     

HLB 가 11 상  비  계 제   들어 산과  시에틸  에스 , 
산과 비탄  시에틸  에스 , 시에틸  산, 당 에스 , 컨  수크 스 

스 아 트 , 들  합물  언 할 수 다;

(2) O/W 에  안정 시킬 수 는 합체.     상   합체 ,  들어 노 핀  
포  C3-C6 복실산 단량체 또는 그  무수물 단량체  주   함 하고, 아크 산  에스

 단량체  수  함 하는 공 합체, 컨  Goodrich 사에  Pemulen TR2   시
는 제  (CTFA : 아크 트/ C10-30 알킬 아크 트 크 스 합체), 또는 폴 아크 아미드, 

컨  Hoechst 사에  Hostacerin AMPS   시 는 제  (CTFA : 암 늄 폴 아크 틸
타 아미드)  들  합물  언 할 수 다;

(3)  양   ( 포좀) 또는 비  양  , 특히 수  시틴/ 시에틸  
야 스  (soya sterol) 합물   한 포좀   한  포  산액.

들 제  합물  사 할 수  다.

들 제는 차 에  수 상 또는 상   수 다.

차 에   제(들)  양  사 는 제  에 라 달라 다.     는  들어 
차 에   량에 해 0.1 내  15 량%   수 다.

삼  에  내  O/W 차 에  양  적  삼  에   량에 해 50 내  95 량%, 
람 하게는 70 내  85 량%  다.

 내 상  양  적  삼  에   량에 해 0.1 내  40 량%, 람 하게는 1 내  
25 량%  다.     수 상  양  적  삼  에   량에 해 10 내  90 량%, 

람 하게는 40 내  80 량%  다.

O/W 차 에  상   상  동물 래 , 식물 래  (행 , 라 트 
 액체 ), 미네랄  (액체 ), 합  ( 헥사 , 수  폴  또는 암 
), 플루  , 실  , 특히 휘  실  , 컨  틸헵타 틸트 실 산 (또는 
프 티 )  시클 티 ,  들어 시클 타실 산  시클 헥사실 산, 스, 특히 실
 스, 실  검 또는 실  수  택  하나 상   물  함 한다.

폴 실 산 엘라스  함 하는 상, 특히 O/W/O 다  에   상    물
, 람 하게는 고  폴 실 산 (시클 티 ), 컨  시클 헥사 틸실 산, 또는 저

점   폴 실 산 (50 cSt 미만  점  가  폴 틸실 산 또는 티 )  택
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 실   폴 실 산 엘라스  매  하나 상 함 하는 것  람 하다.

삼  에 , 차 에  제조한 , 본  람 한 에 라 폴 시에틸  /또는 
폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  폴 실 산 엘라스  함 하는 

 상 내에, 상  차 에  미  결정  양  함  제조 다.

본 에  삼  에  특히 , 피 학  약학 야에 사  수 다.     에  적
 적 하  한 조 물  하  하는 것  람 하다.      경 , 조 물  적  허

가능한 매체,  피 , 점 , , 피 /또는 과 상  매체  함 해야 한다.     
 에 술 어 듯 , 본 에  에  주 한 점  하나는 가 안정  나

타내는 동시에 적  료학적    함 할 수 어 , 들   특히 , 
피 학 또는 학 야에 상적  사 는 든   택  수  하는 것 다.

런   특히    수 나, 그 에 라 수  수  고, 본 에 
 삼  에  상  하나 또는 수 상에  수 다.

  , 특히  비타민, 컨  비타민 A ( 티놀), 비타민 D, 비타민 E (
), 비타민 K   비타민들  체, 컨  에스 , 라미드, 비누 능 , 컨  라 트 

비누 능 , 해조  물, 특히 폴 포  산  한 것들, 컨  에 사 타에노산  
사헥사에노산, 또는 포  ,  들어 놀 산  놀 산  한 어  언 할 수 

다.

수   , 특히 폴 , 컨  ,   당 체, , 천연 물, 프
시아니돌 고 , 비타민, 컨  비타민 C  그  체, 컨  에스 , , 탈색제, 컨
 산  산, 타-히드 시산, 컨  살 실산  그  체, 알 -히드 시산, 컨  락

트산  산, 보습제, 컨  단  가수 해물, 연 제, 컨  알란  , 들  합물  
언 할 수 다.

  는 결과  나타내 에 한 양  존 한다.     는  들어 본 에  
에  내에, 조 물  량에 해 0.01 내  20 량%, 람 하게는 0.1 내  10 량%,  람

하게는 0.5 내  5 량%  양  존 할 수 다.

본 에  O/W/O 에  특히 피 , 점  /또는 , 특히 얼 , , , , 피 또는 신
체  눈  정, 보 , 처  /또는 하  한 조 물  할 수 다.     들  특히, 
얼 ,  또는  보 , 처  또는  크 , 보  또는   크, 또는 피 , 점 ,   

피   한 , 젤 또는 폼  할 수 다.     본  조 물  피  보습 /또는 건
 피  처 에 특히 적합하다.

라  본  또다  주제는 피  /또는 점  /또는 라틴  ,   /또는 눈  
정 /또는 처  /또는 보  /또는 보습하  한, 상  정  에  적 다.

본  또다  주제는 건  피  처  /또는 보 하  한 피 학적 조 물  제조  한 상  
정  에  다.

본  또다  주제는 상  정  에  피 , 점  /또는 라틴  에 적 하는 것  
루어 는 것  특징  하는, 피 , 점  /또는 라틴   정 /또는 처  /또는 보  
/또는 보습하  한 적 /또는 피 학적 다.

공  , 본  조 물  또한   피 학 야에  전 적   또는 수  보조
제, 컨  포  계 제, 제, 항산 제, 제, 제 ( 틸 ), 향료, 전
제, 차단제, 흡취제, 착색 , 겔 제   포  함 할 수 다.

겔 제 ,  들어, 점 , 다당 검  들  체 ( 탐검, 복시 틸히드 시프 필 아), 
또는 복시비닐 합체 ( 보  또는 듐 보 )  언 할 수 다.

런 각종 보조제  양  고  상 야에  상적  사 는 양,  들어 조 물  량에 
해 0.01 내  15 량%  사 다.     보조제   그 양  본 에  조 물   
시키  않는 양  사 어야 한다.

그 에 라, 보조제  삼  에  수 상 내에 또는 상  하나에 할 수 다.

본 에  조 물  하  는 하  해 주어 , 여 에 제한 는 않는다.     양  조
물  량에 한 량%  주어 다.

실시  1 : 보습  나 트 크

1. O/W 차 에 :

상 A : 포좀  제조

- 수  시틴 (Nikkol 사에  시 는 Lecinol S 10)      0.72 %

- 시에틸  야 스

  (Henkel 사에  시 는 Generol 122 N E 5D)              2.8  %

- 물                                                       9    %

상 B : O/W 차 에  상
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- 헥사                                              3.5  %

- 행                                                    5    %

- 라 트 비누 능                                     1    %

- 향료                                                     0.5  %

- 제                                                   0.6  %

상 C : 수 상

-                                                  3    %

- 제                                                   0.2  %

- 탄검                                                   0.2  %

- 듐 보                                             0.15 %

- 물                                                      53.33 %

2.  상:

- 시클 헥사실 산                                        12    %

- 28 %   함 하는 KSG 21                         8    %

실시  2 : 건  피  양 크

1. O/W 차 에 :

상 A : 

-  스 아 트  PEG-100  스 아 트

 (ICI 사에  시 는  Arlacel 165)                        1.8  %

- 폴 트 60 (ICI 사에  시 는 Tween 60)         0.75 %

- 라 트  액체                                 7.3  %

- 틸 알                                               1.75 %

- 시클 타실 산

  (Dow Corning 사에  시 는 DC Fluid 245)               7    %

-  암                                               4    %

- 향료                                                    0.5    %

- 제                                                  0.6    %

상 B : 

-                                                  7    %

- 제                                                   0.2  %

- 탄검                                                   0.1  %

- 듐 보                                             0.2  %

- 물                                                      53.8  %

2.  상:

- 티  10 cSt

  (Dow Corning 사에  시 는 DC Fluid 200)               10    %

- 28 %   함 하는 KSG 21                         8    %

실시  3 : 보습  크

1. O/W 차 에 :

상 A : 

- 틸                                              2   %

- 시클 타실 산

  (Dow Corning 사에  시 는 DC Fluid 245)               4.5  %

-  아 트                                      1    %
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- 향료                                                     0.5  %

- 제                                                   0.6  %

상 B : 

-                                                  5.5  %

- 제                                                   0.2  %

- 아크 트/ C10-30 알킬 아크 트 크 스 합체

  (Goodrich 사에  시 는 Pemulen TR 2)                  0.13 %

- 암 늄 폴 아크 틸타 아미드

  (Hoechst 사에  시 는 Hostacerin AMPS)                1.1  %

- 물                                                      69.47 %

2.  상:

- 프 티

  (Witco 사에  시 는 Silsoft 034)                      7    %

- 28 %   함 하는 KSG 21                         8    %

     과

폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  폴 실
산 엘라스  사 함 , 타 안정 제  첨가할 필 가 없는 안정한 O/W/O 다  에  수득
할 수 다.

(57) 청  

청 항 1 

폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  폴 실
산 엘라스  하나 상 함 하는 것  특징  하는, 수  차 에    상  함
하는 /수/  삼  에 .

청 항 2 

제 1 항에 어 , 폴 실 산 엘라스 가 하  합물 (I)  (II)  첨가 합시  수득한 것
 특징  하는 에 :

(I)  학식 1  히드 폴 실 산, 또는 하  학식 2  시 는 히드 폴 실 산, 또는 
학식 1  학식 2  히드 폴 실 산  합물:

[ 학식 1]

R
1

aR
2

bHcSiO(4-a-b-c)/2 

[식 , R
1

  1 내  18  탄 수  가 는  또는 비  알킬, 아  또는 아랄킬  또는 할 겐  
탄 수  함  나타내고; 

R
2

 는 하   나타내고:

[ 학식 3]

-CnH2nO(C2H4O)d(C3H6O)eR
3

(식 , R
3

 는 수 , 탄 수 1 내  10  포  족 탄 수  함  또는 -(CO)-R
5  

(여  R
5

 는 탄
수 1 내  5  포  족 탄 수  함 ) 고, d 는 2 내  200  정수 고, e 는 0 내  

200  정수 고, 단 d + e 는 3 내  200  숫 , n  2 내  6  숫 다);

a 는 등식 1.0 ≤a ≤2.5  만족하는 값 고;

b 는 등식 0.001 ≤b ≤1.0  만족하는 값 고;

c 는 등식 0.001 ≤c ≤1.0  만족하는 값 다]; 

[ 학식 2]

R
1

fHgSiO(4-f-g)/2

[식 , R
1

  학식 1 에  동 하고, 
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f 는 등식 1.0 ≤f ≤3.0  만족하는 값 고, 

g 는 등식 0.001 ≤g ≤1.5  만족하는 값 다], 

(II) 하  학식 A  시 는 폴 시알킬 , 또는 하  학식 B  시 는 폴 실 산, 또
는 학식 A  폴 시알킬   학식 B  폴 실 산  합물:

[ 학식 A]

CmH2mO(C2H4O)h(C3H6O)iCmH2m-1

[식 , h 는 2 내  200  정수 고, 

i 는 0 내  200  정수 고, 

단 h + i 는 3 내  200  숫 , 

m  2 내  6  숫 다],

[ 학식 B]

R
1

jR
4

kSiO(4-j-k)/2

[식 , R
1

  학식 1 에  동 하고, 

R
4

 는 말단에 포  족 결합  가  탄 수 2 내  10  단 가 탄 수  함 고, 

j 는 등식 1.0 ≤j ≤3.0  만족하는 값 고, 

k 는 등식 0.001 ≤k ≤1.5  만족하는 값 다]     (여 , 학식 1  하나 상  히드 폴
실 산 또는 학식 A  하나 상  폴 시알킬  첨가 합  필수  존 한다).

청 항 3 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 폴 실 산 엘라스 가  상 내에 존 하는 것  특징
 하는 에 .

청 항 4 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 폴 실 산 엘라스 가 실   /또는 폴 과 합 는 
것  특징  하는 에 .

청 항 5 

제 4 항에 어 , 실   25 ℃ 에  100 cSt 하  점  가 는 것  특징  하는 에
.

청 항 6 

제 4 항에 어 , 실   25 ℃ 에  6 cSt  점  가 는 것  특징  하는 에 .

청 항 7 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 폴 실 산 엘라스 가 삼  에   량에 해 0.1 내  10 
량%    양  존 하는 것  특징  하는 에 .

청 항 8 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , O/W 차 에 , HLB 가 11 상  비  계 제, O/W 에
 안정 시킬 수 는 합체,  포  산액  들  합물  택  하나 상  

제  함 하는 것  특징  하는 에 .

청 항 9 

제 8 항에 어 , 비  계 제가 산과  시에틸  에스 , 산과 
비탄  시에틸  에스 , 시에틸  산, 당 에스  , 들  합물  택
는 것  특징  하는 에 .

청 항 10 

제 8 항에 어 , 합체가 노 핀  포  C3-C6 복실산 단량체 또는 그  무수물 단량체  

주  , 아크 산  에스  단량체   루어 는 공 합체, 폴 아크 아미드 , 
들  합물  택 는 것  특징  하는 에 .

청 항 11 

제 8 항에 어 ,  포  산액  포좀  산액  것  특징  하는 에 .

청 항 12 
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제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 상  동물 래 , 식물 래 , 미네랄 , 합 , 실
 , 플루  , 스, 실  검 또는 실  수  택  하나 상   물  

함 하는 것  특징  하는 에 .

청 항 13 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 ,  내 상  양  삼  에   량에 해 0.1 내  40 량% 
  것  특징  하는 에 .

청 항 14 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , O/W 차 에  양  삼  에   량에 해 50 내  95 량% 
  것  특징  하는 에 .

청 항 15 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 적  적 하  한 조 물  하는 것  특징  하는 에
.

청 항 16 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 비타민, 라미드, 비누 능 , 해조  물, 포  , 폴
, , 천연 물, 프 시아니돌 고 , , 탈색제, 타-히드 시산, 알 -히드 시산, 보

습제, 연 제 , 들  합물  택 는 하나 상    함 하는 것  특징  하는 
에 .

청 항 17 

제 16 항에 어 ,  (들)  양  삼  에   량에 해  0.01 내  20 량%   
것  특징  하는 에 .

청 항 18 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 제, 항산 제, 제, 제, 향료, 전제, 차단제, 
흡취제, 착색 , 겔 제   포  택 는 하나 상   또는 수  보조제  함 하
는 것  특징  하는 에 .

청 항 19 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 피 , 점  /또는 라틴   정 /또는 처  /또는 보  
/또는 보습하  해 적  사 는 에 .

청 항 20 

제 1 항 또는 제 2 항에 어 , 건  피  처  /또는 보 하  한 피 학적 조 물  제조에 사
는 에 .

청 항 21 

제 1 항 내  제 18 항  어느 한 항에  에  피 , 점  /또는 라틴  에 적 하는 
것  루어 는 것  특징  하는, 피  /또는 라틴   정 /또는 처  /또는 보  

/또는 보습하  한 적 .

청 항 22 

폴 시에틸  /또는 폴 시프 필  사슬  함 하는  또는 전 가  폴 실
산 엘라스  하나 상 사 하는 것  루어 는 것  특징  하는, /수/  삼  에  
안정 시키  한 .

청 항 23 

제 13 항에 어 ,  내 상  양  삼  에   량에 해 1 내  25 량%   것  
특징  하는 에 .

청 항 24 

제 14 항에 어 , O/W 차 에  양  삼  에   량에 해 70 내  85 량%   
것  특징  하는 에 .

청 항 25 

제 17 항에 어 ,  (들)  양  삼  에   량에 해 0.1 내  10 량%   것
 특징  하는 에 .
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